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nétodo de produocién de una placa de imprimir lito-

gréfica presensibilizadal,

@Saﬁéﬂb”ﬁ” FMC CORPORATION, entidad norteamericana, residen=-

te en 633 Third Avenue, New York, New York, EE, =
UU. de A.

Este solicitud se relaciona con ~
el arte de imprimir y estd dirigida particularmente
a placas para uso de impresidn litogréfica, caracteri
zandose porque las placas en bruto pueden almacenarse

5, durante largos perfodos de tiempo conservando su fo-
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tosensibilidad, pudiéndose convertir no obstante me-
diante simples técnicas, similares a las actualmente
usadas para la preparacion de placas de imprimir li-
tograficas, en tales placas, que se caracterizan por
una marcada definicidn y por uma vida muy prolongada
en servieio, del orden de 100,000 a 500,000 impresio
nes y més.

De acuerdo con la presente inven-
cidny se aplican revestimientos fotosensibles que -
comprenden un prepolimero de un éster aril-alilo do-
tado de mds de un grupo alilo, que es soluble en di-
solventes y s0lido a temperaturas ambientes y que, -
debido g su bajo contenido en monémero, experiments
muy pocea contraceion al enlazarse transversalmente -
de modo adicional por radiacion actinica, y un agen-
te sensibilizedor que, tras absorber radiacidn acti~
nica a temperatura azbiente, acelers la polimeriza-~
cion de dicho prepolimero, a places bisicas cuya su-
perficie puede tratarse por técnicas ordinarias para
producir una superficie hidrofilica, siendo las re-
sultantes estructuras mﬁy utiles como placas de im-
primir litogréficas presensibilizadas.,

El polimero totalmente curado es
altamente organofilico, ¥y receptivo a las tintas y sor
prendentemente, y de manera completamente inesperada,
muestra excelente resistencia a la abrasion, siendo
capaz de resistir centensres de miles de impresiones
en una tipica operacién de impresidn en offset, Adg
mds, estas composiciones prepolimeras ésteres aril-a

lilos son sorprendentemente resistentes a la polime~
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rizacion en almacenamiento, a pesar gez. \1'12!!'}10 de que
pueden convertirse répidamente al egtado insoluble =~
por radiacion aotinica, de menera que hay muy poca ten
dencia a que los revestimientos se endurezcan y se -
insolubilicen durante prolongados per{odos de glmace
namiento., Esto permite la produccién de placas de -
imprimir 1itogréficas presensibilizadas, que sean eg
tables en almecenamiento durente largos periodos de
tiempo y &l mismo tiempo capaces de producir places
con muy largs vide en la prensa, generalmente equi-
valentes en su rendimiento a las mejoras placas lito
graficas de profundo ataque qpimico corrientemente -
disponibles, que requieren unos métodos de produccidn
mucho més diffciles y costosos.

El constitutivo bdsico del reves-
timiento fotosensible es un propolimero de un éster
aril-alilo dotado de dos o mas grupos alilos, en com
binacion con un agente iniciador o sensibilizador.

El grupo arilo puede ser un anillo simple (por ejeme
plo, fenilo, cianurato) o un anillo condensado (por
ejemplo, naftilo), T{picos de los moncmeros que pue
den usarse pars producir los deseados prepolimeros son,
por ejemplo, el isoftalato de dialilo, el tereftalato
de dialilo, cianurayo de trialilo, melitato de tria-
lilo, pifomelitato de tetraalilo y compuestos similg

Ires.

En la fabricacion de prepolimeros,
los materiales monomeros son polimerizados en forme
® o ’
convencional pars producir en el.monomero una solu-

cidn de un polimero soluble, hasta un punto préximo
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a8 la gelacién, que ocurre cuando el peso molecular -
del polimero llega a un punto en el que resulta inso
luble en el monomero., Estas soluciones polimeras -
(denominadas "dopes") son luego separadss en una frac
cidn prepolimera soluble en disolventes y mondmero.
Esto puede hacerse por tratamiento con un disolvente
que disuelva ol mondmero mientras precipite el poli=-
mero o por otros medios gque dejen un prepolimero 80~
luble sustancialmente libre de mondmero. Un método
tipico de separacion de tales polimeros se describe
en la patente estadounidense n? 3,030,341, de Willard,
publicada el 17 de abril de 1.962. Estos prepol:{meros
son 8611408 que contienen poco o ningin mondmero; pue
den almacenarse indefinidamente en esta forma, pues-
to que requieren catalizadores y calor o luz actini-
¢g para convertirlos sl estado insoluble,

A fin de obtener revestimientos -
que polimericen con la suficiente rapidez en presen—
cia de luz act{nica para resultar comercialmente ﬁji
les, es necssario afiadir al prepolimero w agente sen
sibilizador que absorba radiacion actinica de modo -
que se disocie en radicales libres que aceleren una
completa polimerizacidn del prepolimero. El agente
sensibilizador pugde consistir en eteres de benzoina,

tales como éter metf{lico de benzoina; benzofenonas -
p,p'~sustituldas, tales como 4,4'=bis(dimetilamino)

benzofenona y 4,4'-bis-(dietilamino)benzofenona; 0 -

bis(l-~antraquinonil-smino)antraquinonas, tales como
1,4-bis (l-antraquinonil-amino )antraquinona y 1,5-bis

(L-antraquinonil-amine)antraquinona, y combinaciones
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K;dwid.&;‘/.an';.;;
de ellos, Otros sgentes sensibilizadores utiles inelu

yen quinonas polinucleares, tales como 1,2-benzantre

quinona y 2-metil-antraquinona; quinonas mononucleg-

res, tales como 2,5-difenil-p-quinona; alfa-dicetonas
arométicas, teles como bencilo; compuestos aril-meti

leno~dioxilos sustitufdos, tales como piperonal, pi-

peroina, 3,4-metileno-dioxicalcona y 5,6-metileno-dio
xihidrindona~l; beta-naftoselenazolinas sustituldas,

tales como l-metil-2-acetil-metileno-beta-naftosele-

nazolina; beta-benzotiazolinas sustitufdas, tales co

mo J=-metil-2-benzoil-metileno-benzo~tiazolina; beta=-

naftotiazolinas sustitufdas, tales como l-metil-2-ben
zoil-metileno-beta~-naftotiazolina; antronas, tales =

como la antronaj; benzantronss, tales como benzo-2-e-~

tilbenzantrona y T-H-benzo(de)antracen~T-ona; y aza-

benzantronas, tales como 2~ceto~-3-metil-l,3-diazaben

zantrona.

Le concentracidn de sencibilizador
en la composicion fotosensible depende del compuesto
polimero sensible, es decir el prepolimero aril-po~
lielilo presente. En el caso del prepolimero de isof
talato dialflico, puede usarse del 1 al 20%, y prefe
riblemente el 1,5% en peso, respecto al prepolimero,
de 1,4-bis(l-antragquinonil-amino)antraquinona, Algu
nos sensibilizadores, tales como las benzofenonas =
p,p'-sustitufdas, por ejemplo la 4,4'-bis(dimetilami
no)benzofenona, en una cantidad inferior al 1,5%, cau
san un considerable incremento en la sensibilidad -
respecto a la luz actinica. El sensibilizador es ex
citado por la radiscion setinica ¥, & su vez, iniecia

o .
la polimerizacién. Bl mecanismo de la reaccion se -
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supone consiste en que el sensibilizador es disocilado

en radicales libres mediante la radiacidn actinioca o
energia que absorbe y los resultantes radicales libres
inician el enlace transversal del pre-polimero para

5, hacerlo insolublé. |

La adicion del sensibilizador a los
prepolimeros alilos incrementa su reactividad a los
rayos actinicos hasta 100 a 200 veces. Al exponerse,
las peliculas polimerizan con la suficiente rapidez

10. para que puedan usarse en procedimientos convenciona
les de produccion de placas.

El uso del prepolimero sustancial
memte libre de mondmero asegura que el revestimiento
sensible a la luz, una vez libre del disolvente usado

15. para extenderlo como una pelicula, produzca un reves

timiento no adherente, que no se contraige durante -~

el enlace transversal e insolubilizacion del prepo;i

meyo cuando se expone a 1los rayos actinicos. Como -

resultado, puede asegurarse una fiel reproducciodn de

20, la obra de arte usada en la preparacion de una pla-
Ca.

Los adjuntos dibujos son atiles -
pasa seguir los procedimientos usados en la produc-
cion de placas de imprimir litograficas a partir de

25, los materiales bésicos. En estos dibujos, la figura
1 muestra la placa al comienzo de la operacidn de -
produccién de la misma, con un negativo fotogréfico
por encimea de ella. Ia figura 2 muestra la placa -

después de la exposicién Yy antes de la retirada de =~

30. la pelicula prepolimera soluble y no endurecida. Ia
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figura 3 mueétzé g éaca @;slmés de que ha sido des

guarnecida, lista para entintar. ILa figura 4 mues~
tra la place lista para la prensa,
En la practica de esta invencion,
5. se usa un material bésico, cuye superficle puede sen
sibilizarse pare aceptar las soluciones acuosas usge
das para mantener limpias las dreas no activas de las
placas litogréficas convencionales durante la opera-
cidn de litografiado. Ios materiales preferidos son
10, superficies metalicas muy delgadas, en particulaer de
aluminio y zine, que son generalmente granuladas qqi
mica o mecinicamente, de manera que retengan el flﬁi
do acuoso de una manera mas satisfactoria& Bs esen-
cial, para prolongadas operaciones, el uso de una -
5. placa metélica. Cuando no se desean operaciones lar
gas, se han usado papel revestido y varios pldsticos
y laminas. Aungue las composiciones fotosensibles de
la invencion pueden aplicarse directamente al materisl
basico, puede conseguirse una més firma adherencis -
20« al mismo del revestimiento fotosensible interponiendo
unea capa aglutinante o intermedia entre la superficie
del materiasl basico y el revestimiento fotosensible.
Tales capas han de exhibir una fuerte afinidad respec
to a la superficie del material bdsico y al revesti-
25, miento fotosensible. Al mismo tiempo, hen de ser ca
paces de mceptar las soluciones acuosas cominmente -
usadaes pars mantener limpias las greas inactivas de
las placas litogréficas convencionales durante la -

operacion de litografiado. Los materiales que hemos

30,  observado poseen las caracteristicas antes seiialadas
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en un gradc notable, son capas intermedias formadas

de polimeros de Grea-formaldehido, le capa anodizada
Sobre placas de aluminio anodizado y revestimientos
diago del $ipo descrito en 1la patente estadounidense
ng 2.714.066.

La placa, con 0 sin una caps in-
termedia, es luego revestida con una delgada pelicu~
la del deseado prepolimero en un adecuado disolvente
orgénico usando cualguiexr téenica que produzca una =
peliéﬁla uniforme, Estos prepolimeros son solubles
en tolueno y otros hidrocarburos halogenados aromati
cos, cetonas y determinados disolventes ésteres. Pue
de usarse cualquier disolvente que disuelva los ingre
dientes y pueda separarse facilmente. Una vez sepa~
rado el disolvente de la pelicula, queda una placa -
presensibilizada que puede almacenarse indefinidamen
te bajo condiciones normales de almacenamiento y con
vertirse mediante tratamiento en placas de imprimir
terminadas, a conveniencia del usuario. Estas pla-
cas comprenden une delgada lamina de material cuya -
supexrficie estd, sdaptada para su tratamiento a fin -
de tomar una solucion neutralizadora litografica ¥y una
pelicula del prepolimero de ésteres aril-alilos que
tengan dos o més‘grupos alilos, y contengan un agente
fotosensibilizador en concentracion suficiente para
hacer répidamente a2 la pelioula fotosensible,

Como se muestra en la figura 1, se
coloca en posicion un negativo 10 del teme a imprimir
con la placa, que comprende una base 12, una capa in

termedia Optioca 14 y la capa prepolimera sensibiliza
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da 16. Se expone la placa a luz acti{nica a traves del

negativo durante tiempo suficiente para endurecer la
pelicula prepolimera, en cuyo punto la placa se encuen
tra tal como se muesira en la figura 2, con porciones
18 endurecides por la luz en las que el negativo era
& transparente, y con porciones solubles por disolven—

tes, donde el negativo era opaco.

A veces es deseable poner una peque
fla cantidad de colorante en el revestimiento para su

10, uso al seguir el ulterior tratemiento. Este coloran
te puede ser sensible g la luz si se desea, de mane-
ra que tras la exposiocidn las porciones del revesti-
miento endurecidas por la luz ses visibles y puedan
compararse con el negativo,

15, La siguiente operacidn del proce=-
so es el desguarnecido de la pelicula prepolimera 80
luble y sin endurecer. ZEsto puede hacerse con cuzl-
quiera de los disolventes usados para produecir la so
lucidn prepolimera en primer lugay. Si se usa una -~

20, pelfcula intermedia insoluble en agua, es buena prég
tica usar un disolvente que disuelva igualmente a eg

ta pelicula,

ILa eleccidn de disolvente depende
de la preferencia del operador. BEs ventajoso, en al
25, gunos talleres litograficos, usar disolventes orgd-
nicos que hiervan a temperaturas relativamente elevg
das y que sean solubles en agua. Como variante, se
usa un tanque de revelado con un disolvente voldtil
no inflamgble., Un disolvente preferido para la pri-

30, mera técnica es el fosfato de tetrahidrofurfurilo.
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Otros excelentes disolventes para revelado incluyen

hidrocarburos aromaticos, hidrocarburos clorados, ce
tonas, los ésteres de teres glicdlicos, tales como
los ésteres "Cellosolves" ¥ "Carbitol"; y emulsiones
de disolventes hidrocarburosAen agua.,

Después del revelado de la imagen
por desguarnecido, la placa se encuentra en la condl
oion mostrada en la figura 3. Debe observarse en to
das las figures que el grosor de las peliculas ests
muy aiiplificado, usandose preferiblemente peliculas
muy delgadas del orden de unas cienmilésimas a unas
diezmilésimas de pulgada.

Después de que la placa ha sido -
desguarnecida, esta generalmente hﬁmeda, con un agua
fuerte stendard, asi{ denominado, para placa, que com
prende agua coun productos quimicos que atacan muy 1i
geramente el metsl de la placa, produciendo una su-
perficie 20 quimicamente atacada que retiene agua, -
BEsta placa puede ser entintade y la pelicula de tin-
ta 22 se adherira fécilmente a la superficie del po-
1{mero endurecido, permitiendo la proteccion de la -

placa., En este punto, éste se halla lista para su

colocacion en la prensa y utilizecion.

Los siguientes ejemplos t{picos

1

de le invencidn se ofrecen a modo de ilustracidn y =
no con caracter limitativo.

EJEMPLO 1

Se prepara como sigue una formula
cion tipica para solucion de revestimiento fotosensi

bilizada, empleada para la produccion de placas de ~
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12 g de prepolimero de isoftalato dislilico
(Depon M)

55 g de xileno

33 g de Pentoxone (4-metoxi-4-metil-pentano
na-2

0,1 g de bencilo
0,1 g de cetona de Iichler
0,4 g de xantona.

El prepolimero se disuelve en el
xileno y se refina la soluciodn para separar fraccio-
nes insolubles por filtracidn o centrifugacién. Se
disuvelven en el Pentoxone los fotosensibilizadores,
benecilo, cetona de Michler y xantona. Entonces que-—
da lista pare su wso la solucidn de revestimiento,

Esta solucién es aplicada a una 1§
mine de aluminio medisnte técnica de revestimiento =
por rotacidn, para producir un revestimiento unifore
me de 0,1 milésima de pulgada de grosor. Tras la. -
evaporacién de parte del disolvente, la placa es ca-
lentada a 51.72C durante 5 minutos para separar la
mayor parte del disolvente residual. Después de en=-
friagr, se observa el revestimiento fotosensible como
pelicula seca e incolors sobre la superficile metali~
0a.

La placa revestida es manipulada
bajo iluminacién de reducida intensided, convencional

mente usada en los talleres de produccidn de placas.

Se cubre la placa con una mascarea
. s !
negativa o transparencia en formg'de pelicule y se -

’ 4
expone & traves de la mascara a un arco de carbono,



| -12 -
342356 7 g
vapor de mercurio u otra fuente de luz ultravioleta.
Después de la exposicidn, se revela la placa pars se
parar el polimero noe endurecido cubriendo la placa -~
con xileno, 1,1,l-tricloroetanc, cetona metil-etilica,
5, tricloroetileno o mezcla de disolventes similares. -
Se deja un tiempo de contacto de un minuto aproxima~
damente, antes de que elimine el disolvente de reve-
lado con agua. En este momento es visible la imégen,
compuesta de la resina endurecida por la luz. ILa imé
10,  gen de polimero endurecido es hidrofdbica y exuda a-
gua, mientras gue la placa metélica de la que ha sido
separado el polimero fotosensible y soluble estéd to-
talmente humedecida con agua. Después del sanjuagado,
se retira el sobrente de agua y se cubre luego la pla
15 ca con una Solucidén convencional de goma arebiga y -
doido fosforico dilufdo. ILuego puede frotarse sobre
la placae una tinta de revelado a base de aceite que
humedezca o tenge afinidad respecto al polimero endu
recido, pare mostrar le imagén a efectos de correc~
20, cion de pruebes. El resultado es una placa limpia,
definida y libre de sedimentos, que puede usarse pa-
. ra realizar multiples impresiones por el procedimien

to de impresidn litografica,

25, Una placa construida como queda -
descrito, con una imagén compuesta de lineas, semito
nos y areas de tinta tamizadas, se utilizé paras impri
mir en una premsae litografica en offset, Al término
de la operacién, despuds de haberse obtenido 250.000

30, impresiones claras y definidas, el tnico desgaste -
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observado fué cierto aguzamiente de la estructura del
punto, sin desconchsmiento ni desgprendimientos de la
estructura de la imagen.

EJEMPLO 2

Un segundo tipo de placa consiste
en una intercalacidén de aluminio, un revestimiento "subs
trato", un revestimiento diazo fotosensible y finalQ
mente un revestimiento de prepolimero fotosensible de
isoftalato dialflico,

Se preparo una plica bisica, como
en la patente estadounidense n¢ 2.%14.066, limpiando
una place de aluminio de superficie lisa con solucidn
de fosfato trisddico, que fue luego neutralizada con
dcido nitrico diluido y enjuagada con agua. Luego —
se tratd la lamina con silicato sodico acuoso y se =
lavé de nuevo, recubriéndose luego con une resina dig
z0 (p—diazodifenil~amina—formaldehido) inicialmente
soluble en agua y sensible a la luz., Seguidamente se
recubrid la placa con la solucidn de xileno del ejem

plo 1 de igual modo que en este ejemplo,

Los revestimientos alilos y diazos
son fotosensibles, Tras su exposicién g la luz bajo
un negetivo tamizado, ambas capas se endurecen, El -
compuesto diazo #in endurecer permanece soluble en -~
agua. Para revelar la placa expuesta, se vierte so-
bre ella una emulsidn de la siguiente composieién y

se aplica sobre su superficie con una esponja:
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Disolvente hf%rocarburo aromdtico
(B.R. 250-35-2F, K,B, No., 80-90) 25 partes

Agua 75 partes
Triton N-100
(nonil-fenil-polietoxi-etanol) 3 partes

Unos minutos de revelado de esta
maners es suficiente para retirar los materiales foto
sensibles no endurecidos, Después de un breve enjua
gado con agua, se aplica una solucidn de gomg, acidi~
ficadf sobre la placa. Luego se aplica tinta para -
mostrar la imagén de imprimir,

En este ejemplo, se observa un me
dio para proporcionar el revelado, gue resulta tan -
faeil ¥ convencional como el usado para una placa de
diazo presensibiligzada de manera normal. Sin embargo,
esta place presenta todas las ventajas de la resis-
tencia quimica y a la abrasidn, debido a su capa su-
perfiocigl de prepolimero alilo endurecido. Aungue el
revestimiento diazo es sensible al vapor de agua du-
rante su almacenamiento, la nueva placa no experimen
ta esta desventaja porque la capa diazo estéd protegi
da contra condiciones himedas por una capa de reves-
timiento alilo,

EJEMPIO 3

Se prepard una solucion presensi-
bilizeda de prepolimero de melitato trialflice de la

manera indicada para el isoftalato dialilico en el -
ejemplo 1, Después de aplicar este revestimiento a
wn substrato de aluminio, se expuso a través de una

cufia inclinada y la placa expuesta fué tratada median
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te revelado como se describe en el ejemplo 1 y frota
da con tinta negra de pre-impresién. Se obtuvo wn -
nimero de guia de sensibilidad de 8 en un minuto de
exposicién en un confeccionador de placas Nu-Arc Mo-
delo FT18A.

EJENPIO 4

Se utilizo el mismo procedimiento
con prepolimero de cianurato de tri-slilo. ILa solu~
cion de revestimiento sensibilizada se preparé como
en el ejemplo 1. Ila exposicion de la placa, el reve
lado y el tratamiento siguieron el procedimiento del
ejemplo 1.

Se obtuvo un numero de gula de sen

gibilidad de 11, al exponerse bajo las condiciones del

ejemplo 3, indicando que este revestimiento es algo
més sensible a la luz que el usado en el citado ejem
plo.

EJEMPLO 5

Se preparc una solucién prepolime

ra fotosensibilizada, con los siguientes materigles:

12,00 g de prepolimero de tereftalato dialflico

40,00 g de xileno
12,00 g de Pentoxone
0,08 g de 4,4'-bis(dimetilamino)benzofenona
'0,40 g de benzofenona
0,30 g de bencilo.
El prepolimero de tereftalato de

dialilo fué disuelto en el xileno ¥ la pentoxona y =
se filtro la solucidn a través de un embudo Buchner

con un medio filtrante de dicalita, hasta aclararse.
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Luego se sensibégizo 1 églﬁbién
mediante adicidn de la 4,4'~bis-dimetil-amino-benzo-
fenona, bencilo y benzofenona. ILa solucion fué apli
cada como revestimiento por flujo sobre una lémine de
aluminio de 6 x 6 pulgades, se dejo secar y luego se
seco en un horno durante 10 minutos a 43,3-46,12C, -
Una exposicidn de 3 minutos con wna limpara de vapor
de mercurio de 400 watios, G.E. tipo HA00 ASA Code H=-
1IS, a 18 pulgadas de distancia y con un reflector -
eonicd, produjo una imagen satisfactoria.

EJEMPLO 6

Se reprodujo el ejemplo 5 emplean
do prepolimero de piromelitato tetra-alilico en lugar
del prepolimero de tereftalato dialflico. El prepolf
mero de piromelitato tetraalilico produjo una imageh
sgtisfactoria con rapidez algo mayox., .

N O T A

Descrita suficientemente la natu~
raleza del invento, asi como 1z manera de realizarlo
en la préctica, debe hacerse constar que las disposi
clones anteriormente indicadas son susceptibles de -
modificaciones de detalle en cuanto no alteren su -
principio fundamental, También se hace constar que
el invento corresponde a una solicitud de patente -
presentada en Norteamerica con fecha 5 de julio de -
1.966, bajo el numero Ser. No. 562,691, acogiéndose
por btanto & los beneficios que conceden los Convenios
Internacionales en vigor, siendo lo que congtituye -
la esencia del referido invento y por lo que se s0li

cita Patente de Invencidn por 20 afios en Espalia so-



bre: "METODO DE PRODUCCION DE UNA PLACA DE IMPRIMIR
LITOGRAFICA PRESENSIBILIZADA"; caracterizéndose por
10 siguiente:
18.~ Método de produccion de una
5 placa de imprimir litografica presensibilizada, ca-
racterizado porque sobre una placa bésica capaz de -
tornarse hidrofilica, al tratarse con solucidn de a-
guafuerte convencional para placas litogréficas, se
aplica ung composieién de revestimiento folosensible
10, que comprende un prepolimero de un éster aril-alilo
que tiene més de un grupo alilo, siendo dicho,prepo—
1imero un material soluble en disolventes, que es 89
lido a temperatura ambiente y que experimenta muy po
ca contraccion al enlazarse transversalmente por ra~
12 diacion actinica, y un agente sensibilizador gue, al
absorber radiacion actinica a temperatura ambiente,
acelera la polimerizacién de dicho prepolimero,

28,- Método, segﬁn la reivindica~
cion 1, caracterizado porque el prepolimero es deri-
20.  vyado de isoftalato dialflico, tereftalato dialflico,

cianurato trialflico, melitato trialilico o piromeli
tato tetraalilico.

38.~ Método, segin la reivindica-
cién 1, caracterizado porque el agente sensibilizador

22 es une mezela de bencilo, cetona de Michler y xantona,

y la base es de aluminio,

48,~ Nétodo, segin la reivindica~
cidn 1, caracterizado porque se aplica una capa de =
diazo sensibilizada entre la base y la composicidn -

30, de revestimiento prepolimera,



5.

10,

15.

20,

- hojas

- 18 -

342356

- Método, segun 1a'reLV¢ndlca~

cidén 1, caracterizado porque para la produccién de -
una placa de imprimir en offset, una placa de imprimir
presensibilizada como’ arriba se expone a radiacion -
actinica & través de wn negativo durante wn tiempo -
suficiente para convertir la porcién expuesta de la
pelicula a la condicidn insoluble en disolventes, tra
tandose la pelicula con un disolvente que separe la
porcién no endurecida de la pelicula y tratdndose lue
0 lélplaca con aguafuerte para placas litogréficas
y tinta, a fin de producir una placa de imprimir ter
minada, que comprende porciones impresoras de polimg
ro insolubilizado y porciones no impresoras consti-
tuidas por placa basica atacada al aguafuerte,

68,~ Método de produccidn de uma
placae de imprimir litografica presensibilizsda; tal

¥y como gueda sustancialmente descrito en la presen-

te Memoria y en los QJ atos dibujos.
/v

Lo/ Memoria consta de dieciocho

by
1'%ina por, una sola cara.
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